













【実験】コロイド合成法を用い CdTe NRs や NPLs を合成した。異方性を持たせるために
CdTe NRsはCd前駆体に Te前駆体を複数回注入する複数回注入法 1)を，NPLsはCd前駆
体に Te前駆体を連続的に一定時間注入し続ける連続注入法 2)を用いた。合成したナノ微粒






は 1σ ピークが観測される。NPLs は heavy-hole
ピークの文献値 3)より厚みは 6 層のものが主で
ありTEM像から横幅数100 nmの板状構造体を
確認した。NRsも TEM像より約 5×45 nm (アス
ペクト比：9) であると見積もられた。加えて





図 2 に NRs および NPLs のブリーチダイナミクスの励起光強度依存性とブリーチ収率 
(図 2内挿図) を示す。ブリーチ収率はNRsにおいて 40%程度，NPLsにおいては 30%程度
で飽和している。これはキャリアが多数欠陥準位と呼ばれるバンド間の準位に遷移する為


















い緩和成分 (~400 fs) の顕著な減少が観測され
た。高励起状態から欠陥準位へ直接電子が遷移
し，強度を上げるに従って欠陥順位をキャリア
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図 3 低励起光強度でのバンド内緩和 (a)，
および高励起光強度でのバンド内緩和 (b) 
と欠陥への緩和スキーム 
図2 CdTe NRsの1σブリーチダイナミクス (a)，および NPLsのheavy-holeブリーチダイナミクス (b) 
の励起光強度依存性 (内挿図はブリーチ収率の励起光強度依存性) 
(a) (b) 
